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１．概要（Summary） 

電着型レジスト材料の成膜、露光工程における品質を

確認し、各工程を確立する。 

露光マスクを技術代行にて作製を依頼し、フォトリソグラ

フィ装置等を利用し露光プロセスの品質確認を行う。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

フォトリソグラフィ装置 段差計 マスクレス露光装置 

【実験方法】 

① 露光マスクの作製（技術代行） 

ブランクマスク上へ「フォトリソグラフィ装置」を用

いてフォトエッチングを施すことで作製する。 

作製条件を Table 1に示す。 

Table 1 Photomask manufacturing conditions. 

L/S 5/5 15/10 100/10 100/200 

Line 5 m 15 m 100 m 100 m 

Space 5 m 10 m 10 m 200 m 

マスクパターンはAutoCADにて作成し、「マスク

レス露光装置」にて露光を行った。 

② レジスト材料の工程確認（機器利用） 

    電着型レジスト液内に供試体（□20 mm SUS 

304基板）を浸漬し、自社保有設備の成膜装置に

て直流電流を印加することでレジスト膜を成膜した。 

レジスト膜成膜供試体への露光は、「フォトリソグラ 

フィ装置」備え付けのマスクアライナー「共和理研社 

製 K310P100S」を用いた。 

作製した供試体の外観、L/Sを光学顕微鏡にて 

観察し、「段差計」を用いて膜厚を評価した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

本項では、「①露光マスクの作製」について報告する。 

作製したマスクの外観を Fig. 1に示す。 

       

Fig. 1 Picture of photomask. 

作製マスクの拡大観察結果を Fig. 2, Table 2に示す。 

同じマスク内のばらつきはほぼ±1 m以内であり、今

後の試験実施に適すると判断した。 

 

Fig. 2 Micrograph of photomask patterning. 

Table 2 Measurement of photomask patterning (m). 

L/S 

(Target) 

Line Space 

Average 3 Average 3 

5/5 3.62 ±0.12 5.76 ±0.75 

15/10 13.30 ±0.64 11.29 ±0.56 

100/10 96.47 ±0.78 11.88 ±0.84 

100/200 101.93 ±1.02 211.36 N/D 
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